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(57) Hauptanspruch: Herstellverfahren fiir ein Farbfilter-Ar-
raysubstrat, mit den folgenden Schritten:

— Herstellen einer Schwarzmatrix (102) auf einem Substrat
(101);

— Herstellen roter (104R), griiner (104G) und blauer (104B)
Farbfilter auf dem Substrat (101), auf dem die Schwarzmatrix
(102) hergestellt ist;

— Auftragen eines transparenten Harzes (182) auf das Sub-
strat (101), auf dem die roten (104R), griinen (104G) und
blauen (104B) Farbfilter hergestellt sind;

— Ausrichten einer weichen Form (184) mit einer Vertiefung
(186a) und einem erhabenen Teil (186b) zu einem oberen
Teil des Substrats (101), auf dem das transparente Harz
(182) ausgebildet ist; und

— gleichzeitiges Herstellen eines weilken Farbfilters (104W),
einer Uberzugsschicht (122) und eines Abstandshalters
(124) unter Verwendung der weichen Form (184).




DE 10 2005 030 339 B4 2012.05.31

Beschreibung
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Farbfilter-Arraysubstrats. Obwohl die
Erfindung fir einen groRen Umfang von Anwendun-
gen geeignet ist, ist sie fur eine Dinnfilm-Strukturier-
vorrichtung besonders geeignet, die einen Struktu-
rierprozess ohne Anwendung eines Fotolithografie-
prozesses ausfihren kann.

Beschreibung der einschlagigen Technik

[0002] Im Allgemeinen steuert ein Flissigkristalldis-
play (LCD) die Lichttransmission eines Flissigkris-
talls unter Verwendung eines elektrischen Felds,
um dadurch ein Bild anzuzeigen. Das Flussigkristall-
display verfugt Uber eine Flussigkristalldisplay-Tafel,
in der Flussigkristallzellen in Matrixform angeordnet
sind, und eine Treiberschaltung zum Ansteuern der
Flussigkristalldisplay-Tafel. In der Flussigkristalldis-
play-Tafel sind eine Referenzelektrode, wie eine ge-
meinsame Elektrode, und Pixelelektroden zum Anle-
gen eines elektrischen Felds an jede der Flissigkris-
tallzellen vorhanden. Im Allgemeinen sind die Pixel-
elektroden auf einem unteren Substrat in einzelnen
Flussigkristallzellen ausgebildet, und die gemeinsa-
me Elektrode liegt einstlickig vor, wobei sie tUber der
gesamten Flache des oberen Substrats ausgebildet
ist. Die Pixelelektroden sind mit Dinnschichttransis-
toren TFT verbunden, die als Schaltbauteile verwen-
det werden. Die Pixelelektroden steuern gemeinsam
mit der gemeinsamen Elektrode den Flissigkristall
entsprechend einem lber den TFT zugefihrten Da-
tensignal an.

[0003] Die Fig. 1 ist eine vergrolRerte perspekti-
vische Ansicht einer einschlagigen Flussigkristall-
display-Tafel. Gemall der Fig. 1 verfugt die ein-
schlagige Flussigkristalldisplay-Tafel Gber ein Farb-
filter-Arraysubstrat 10 und ein DUnnschichttransistor-
Arraysubstrat 20, die miteinander verbunden sind.
Zwischen dem Farbfilter-Arraysubstrat 10 und dem
Dunnschichttransistor-Arraysubstrat 20 befinden sich
Flussigkristallmolekule 8. Die Flussigkristallmoleki-
le 8 drehen sich in Reaktion auf das an sie ange-
legte Datensignal, um dadurch die Menge des durch
das Dunnschichttransistor-Arraysubstrat 20 gestrahl-
ten Lichts zu steuern.

[0004] Das Farbfilter-Arraysubstrat 10 verflgt tGber
ein Farbfilter 4, eine Schwarzmatrix 2 und eine ge-
meinsame Elektrode 6, die auf der Riickseite des
oberen Substrats 1 ausgebildet sind. Das Farbfilter 4
verfugt Uber Farbfilter fir Rot (R), Griin (G) und Blau
(B), um eine Vollfarbenanzeige zu ermdglichen. Die
Schwarzmatrix 2 ist zwischen benachbarten Farbfil-

tern 4 ausgebildet, um das Licht von den benachbar-
ten Zellen zu absorbieren, um dadurch eine Beein-
trachtigung des Kontrasts zu verhindern.

[0005] Das Duinnschichttransistor-Arraysubstrat 20
verfugt Uber eine Datenleitung 18 und eine Gatelei-
tung 12, die einander schneidend ausgebildet sind.
Auf der Gateleitung 12 und der gesamten Flache ei-
nes unteren Substrats 21 ist ein Gateisolierfilm (nicht
dargestellt) ausgebildet. Ein TFT 16 ist benachbart
zur Stelle ausgebildet, an der die Datenleitung 18 und
die Gateleitung 12 einander schneiden. Der TFT 16
verflgt Uber eine mit der Gateleitung 12 verbundene
Gateelektrode, eine mit der Datenleitung 18 verbun-
dene Sourceelektrode, eine mit der Pixelelektrode 14
verbundene Drainelektrode und eine aktive Schicht
mit einem Kanalteil. Die aktive Schicht steht durch
ohmsche Kontaktschichten mit der Source- und der
Drainelektrode in Kontakt. Der TFT 16 liefert auf ein
Torsignal von der Gateleitung 12 selektiv ein Daten-
signal von der Datenleitung 18 an die Pixelelektrode
14.

[0006] Die Pixelelektrode 14 befindet sich in einem
Zellengebiet, das durch die Datenleitung 18 und die
Gateleitung 12 definiert ist, und sie besteht aus einem
transparenten, leitenden Material mit hoher Licht-
transmission. Zwischen der Pixelelektrode 14 und der
gemeinsamen Elektrode 5 wird durch ein Uber die
Drainelektrode zugefiihrtes Datensignal eine Poten-
zialdifferenz erzeugt. Die Potenzialdifferenz sorgt da-
fur, dass sich Flussigkristallmolekile 8, die sich zwi-
schen dem unteren Substrat 21 und dem oberen Sub-
strat 1 befinden, durch die elektrische Anisotropie
drehen. Demgemal wird das von einer Lichtquelle an
die Pixelelektrode 14 gelieferte Licht durch das Flus-
sigkristallmolekil 8 zum oberen Substrat 1 durchge-
lassen.

[0007] Jedes Pixel der in der Fig. 1 dargestellten
Flussigkristalldisplay-Tafel verfligt Gber ein Unterpi-
xel zum Realisieren von Rot (R), ein Unterpixel zum
Realisieren von Grin (G) und ein Unterpixel zum
Realisieren von Blau (B). Im Fall eines aus Unterpi-
xeln fir R, G, B bestehenden Pixels werden nur un-
gefahr 27%-33% des von einer Hinterleuchtung emit-
tierten Lichts durch das Farbfilter 4 durchgelassen.
Um dieses Problem zu |6sen, wurde ein Farbfilter-Ar-
raysubstrat mit anderer Unterpixelanordnung fiir die
Flissigkristalldisplay-Tafel vorgeschlagen.

[0008] Die Fig. 2 ist ein Schnittdiagramm des ein-
schlagigen Farbfilter-Arraysubstrats mit einem wei-
Ren Farbfilter. Das in der Fig. 2 dargestellte Farbfil-
ter-Arraysubstrat der Flissigkristalldisplay-Tafel ver-
flgt Uber Unterpixel 4R, 4G, 4W und 4B fir Rot (R),
Grin (G), Blau (B) und Weil3 (W). Bei einer Flissig-
kristalldisplay-Tafel mit dem Unterpixel W betragt die
Menge des durch das Farbfilter 4 gestrahlten Lichts
mehr als 85% des von einer Hinterleuchtung emittier-
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ten Lichts. DemgemalR ist der Mittelwert des von je-
dem aus den Unterpixeln R, G, B, W bestehenden
Pixel emittierten Lichts relativ hoch, wodurch die Hel-
ligkeit verbessert ist.

[0009] Die Fig. 3A bis Fig. 3S sind Schnittansich-
ten zum Veranschaulichen eines Herstellverfahren
fur das in der Fig. 2 dargestellte Farbfilter-Arraysub-
strat einer FlUssigkristalldisplay-Tafel gemaf der ein-
schlagigen Technik. Als Erstes wird, wie es in der
Fig. 3A dargestellt ist, durch Sputtern, Schleuderbe-
schichten oder schleuderloses Beschichten eine un-
durchsichtige Schicht 54 auf dem oberen Substrat 1
hergestellt. Die undurchsichtige Schicht 54 besteht
aus einem undurchsichtigen Harz oder einem un-
durchsichtigen Metall, wie Chrom (Cr). Anschlielend
wird auf der undurchsichtigen Schicht 54 durch ei-
nen Fotolithografieprozess unter Verwendung einer
Maske 50, die ein Belichtungsgebiet S1 und ein Ab-
schirmungsgebiet 82 definiert, ein Fotoresistmuster
52 hergestellt. Die undurchsichtige Schicht 54 wird
unter Verwendung des Fotoresistmusters 52 durch
einen Atzprozess strukturiert, um dadurch auf dem
oberen Substrat 1 eine Schwarzmatrix 2 auszubilden,
wie es in der Fig. 3B dargestellt ist.

[0010] Auf der gesamten Oberfliche des oberen
Substrats 1, auf der die Schwarzmatrix 2 ausgebil-
det ist, wird ein rotes Harz 58 ausgebreitet, wie es in
der Fig. 3C dargestellt ist. AnschlieRend wird das ro-
te Harz 58 durch einen Fotolithografieprozess unter
Verwendung einer zweiten Maske 56, die das Belich-
tungsgebiet S1 und das Abschirmungsgebiet S2 de-
finiert, strukturiert, um dadurch ein rotes Farbfilter 4R
auszubilden, wie es in der Fig. 3D dargestellt ist.

[0011] Auf der gesamten Oberflache des oberen
Substrats 1, auf der das rote Farbfilter 4R ausgebildet
ist, wird ein grines Harz 60 ausgebreitet, wie es in
der Fig. 3E dargestelltist. Anschliel3end wird das gru-
ne Harz 60 durch einen Fotolithografieprozess unter
Verwendung einer dritten Maske 62, die das Belich-
tungsgebiet S1 und das Abschirmungsgebiet S2 de-
finiert, strukturiert, um dadurch ein griines Farbfilter
4G auszubilden, wie es in der Fig. 3F dargestellt ist.

[0012] Auf der gesamten Oberfliche des oberen
Substrats 1, auf der das blaue Farbfilter 4B ausgebil-
det ist, wird ein weilles Harz 68 ausgebreitet, wie es
in der Fig. 31 dargestelltist. Das weif3e Harz ist ein or-
ganisches Isoliermaterial, das ein Acrylharz enthalt.
Anschlielend wird das weile Harz 68 durch einen
Fotolithografieprozess unter Verwendung einer finf-
ten Maske 70, die das Belichtungsgebiet S1 und das
Abschirmungsgebiet S2 definiert, strukturiert, um da-
durch ein weilRes Farbfilter 4W auszubilden, wie es in
der Fig. 3J dargestellt ist.

[0013] Auf der gesamten Oberfliche des oberen
Substrats 1, auf der das rote Farbfilter 4R ausgebildet

ist, wird ein griines Harz 60 ausgebreitet, wie es in
der Fig. 3E dargestellt ist. AnschlieBend wird das gru-
ne Harz 60 durch einen Fotolithografieprozess unter
Verwendung einer dritten Maske 62, die das Belich-
tungsgebiet S1 und das Abschirmungsgebiet S2 de-
finiert, strukturiert, um dadurch ein griines Farbfilter
4G auszubilden, wie es in der Fig. 3F dargestellt ist.

[0014] Auf dem oberen Substrat 1, auf dem das wei-
Re Farbfilter 4W ausgebildet ist, wird ein organisches
Isoliermaterial ausgebreitet, um dadurch eine Uber-
zugsschicht 22 auszubilden, wie es in der Fig. 3K
dargestellt ist. Dann wird auf der gesamten Oberfla-
che der Uberzugsschicht 22 auf dem oberen Substrat
1 ein organisches Material 76 ausgebreitet. Anschlie-
Rend wird das Fotoresistmuster 74 durch Fotolitho-
grafie unter Verwendung einer sechsten Maske 72,
die das Belichtungsgebiet S1 und das Abschirmungs-
gebiet S2 definiert, ausgebildet. Das organische Ma-
terial 76 wird durch das Fotoresistmuster 74 struktu-
riert, um dadurch einen Abstandshalter 24 auszubil-
den, wie es in der Fig. 3L dargestellt ist.

[0015] Zum Herstellen des in der Fig. 2 dargestell-
ten Farbfilter-Arraysubstrats ist ein Prozess mit sechs
Masken erforderlich. In diesem Fall sind die Kos-
ten hoch, da der Herstellprozess kompliziert ist. So
besteht Bedarf zum Senken der Herstellkosten zum
Vereinfachen des Herstellprozesses.

[0016] Die US 2004/0095521 A1 beschreibt eine
VierfarbenflUssigkristallanzeige. Hierbei weist eine
Farbfilterarraytafel ein transparentes Substrat, eine
Schwarzmatrix auf dem Substrat sowie auf dem Sub-
strat und der Schwarzmatrix gebildete rote, griine und
blaue Farbfilter auf, wobei eine Uberzugsschicht auf
dieser Struktur hergestellt wird, welche an entspre-
chenden Pixelbereichen weille Farbfilter ausbildet,
wodurch die Herstellung von transparenten Farbfil-
tern weggelassen werden kann.

[0017] Die JP 04-324803 A beschreibt die Herstel-
lung eines Farbfilters. Hierbei wird eine Harzschicht
als Schutzschicht auf ein transparentes Substrat auf-
gebracht, auf welchem eine Schwarzmatrix und ei-
ne Farbfilterschicht gebildet ist. Danach wird die glat-
te Oberflache einer Flachform auf die aufgebrachte
Schicht gelegt und mittels UV-Strahlung belichtet, um
die Lackschicht auszuharten und Unebenheiten aus-
zugleichen.

[0018] Die JP 03-063628 A beschreibt die Herstel-
lung eines Abstandshalters. Hierbei wird eine Glas-
form geatzt, um Vertiefungen mit vorbestimmter Fla-
che und Tiefe auszubilden. Eine Oberflache eines
Flissigkristall-Glassubstrats wird mit einem transpa-
renten Harz beschichtet, wobei die Glasform auf das
Flissigkristall-Glassubstrat gepresst wird, um Ab-
standshalter in der Harzschicht zu bilden, welche
durch Bestrahlung mit einer UV-Lichtquelle ausge-
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héartet werden. Somit ist hieraus bekannt, gleichzei-
tig eine Isolierschicht und Abstandshalter aus Harz
auf einem LCD-Substrat mit einer Form zu bilden und
auszuharten.

[0019] CHOI, Won Mook; PARK, O Ok: A soft-imprint
technique for submicron structure fabrication via in si-
tu polymerization. In: Nanotechnology, 2004, Vol. 15,
S. 135-138 beschreibt die Herstellung von struktu-
rierten Harzformen mittels einer PDMS-Form auf ei-
nem Substrat. Hierbei kbnnen mittels einer weichen
Form aus PDMS Strukturen aus einer Harzschicht
gebildet werden, deren laterale Abmessungen im
Sub-pm-Bereich liegen. Hierbei wird die Form mit ei-
ner nanostrukturierten Struktur in eine diinne Harz-
schicht auf der Oberflache eines Substrats gepresst,
danach entfernt und das Substrat mit der Harzschicht
als Maske geéatzt, um Mikrostrukturen durch Atzen in
dem darunterliegenden Substrat zu erzeugen.

[0020] Ein Fotolithografieprozess ist eine Reihe von
Fotoprozessen einschliellich der Schritte des Aus-
breitens eines Fotoresists, des Ausrichtens von Mas-
ken, des Belichtens und des Entwickelns. Beim Foto-
lithografieprozess bestehen Probleme dahingehend,
dass er viel Zeit bendtigt, dass eine Entwicklungslo-
sung zum Entwickeln des Fotoresists und zu viel an
Fotoresistmuster vergeudet werden, und dass eine
teure Belichtungsanlage erforderlich ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0021] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Her-
stellverfahren fir ein Farbfilter-Arraysubstrat mit ei-
ner Uberzugsschicht mit glatter Oberflache zu verein-
fachen. Diese Aufgabe ist durch das Herstellverfah-
ren fir ein Farbfilter-Arraysubstrat nach Anspruch 1
geldst. Ein Vorteil der Erfindung ist es, einen Struk-
turierprozess ohne Verwendung eines Fotolithogra-
fieprozesses zu ermoglichen um ein Farbfilter-Array-
substrat herzustellen.

[0022] GemaR der Erfindung verfigt ein Herstellver-
fahren fur ein Farbfilter-Arraysubstrat tber die fol-
genden Schritte: Herstellen einer Schwarzmatrix auf
einem Substrat; Herstellen roter, griner und blauer
Farbfilter auf dem Substrat, auf dem die Schwarz-
matrix hergestellt ist; Auftragen eines transparenten
Substrats auf das Substrat, auf dem die roten, gru-
nen und blauen Farbfilter hergestellt sind; Ausrich-
ten einer weichen Form mit einer Vertiefung und
einem Vorsprung zu einem oberen Teil des Sub-
strats, auf dem das transparente Harz ausgebildet
ist; und gleichzeitiges Herstellen mindestens zweier
der folgenden Elemente unter Verwendung der wei-
chen Form: eines weilen Farbfilters, einer Uberzugs-
schicht und eines Abstandshalters.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Diese und andere Aufgaben der Erfindung
werden aus der folgenden Beschreibung der Ausfih-
rungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf
die beigefligten Zeichnungen ersichtlich werden.

[0024] Fig. 1 ist eine vergroRerte, perspektivische
Ansicht einer Flussigkristalldisplay-Tafel gemaR ei-
ner einschlagigen Technik.

[0025] Fig. 2 ist eine Schnittansicht eines Farbfilter-
Arraysubstrats mit einem weilen Farbfilter geman ei-
ner einschlagigen Technik.

[0026] Fig. 3A bis Fig. 3L sind Schnittansichten zum
Veranschaulichen eines Herstellverfahrens fiir das in
der Fig. 2 dargestellte Farbfilter-Arraysubstrat gemaf
einer einschlagigen Technik.

[0027] Fig. 4 und Fig. 5A bis Fig. 5E sind entfallen.

[0028] Fig. 6 ist eine Draufsicht eines Farbfilter-Ar-
raysubstrats einer Flissigkristalldisplay-Tafel

[0029] Fig. 7 ist eine Schnittansicht des in der Fig. 6
dargestellten Farbfilter-Arraysubstrats.

[0030] Fig. 8A bis Fig. 8M sind Schnittansichten
zum Veranschaulichen eines Herstellverfahrens fir
das in der Fig. 7 dargestellte Farbfilter-Arraysubstrat.

[0031] Fig. 9 ist eine Schnittansicht zu einem zwei-
ten Farbfilter-Arraysubstrat.

[0032] Fig. 10A bis Fig. 10D sind Schnittansichten
zu einem Herstellverfahren fiir das in der Fig. 9 dar-
gestellte Farbfilter-Arraysubstrat.

[0033] Fig. 11 ist eine Schnittansicht eines Farbfil-
ter-Arraysubstrats gemaf einer Ausfihrungsform der
Erfindung.

[0034] Fig. 12A bis Fig. 12D sind Schnittansichten
zu einem Herstellverfahren fir das in der Fig. 11 dar-
gestellte Farbfilter-Arraysubstrat.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFUHRUNGSFORMEN

[0035] Nun wird detailiert auf die bevorzugten Aus-
fihrungsformen der Erfindung Bezug genommen, zu
denen in den beigefligten Zeichnungen Beispiele ver-
anschaulicht sind. Nachfolgend werden die bevor-
zugten Ausfiihrungsformen der Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Fig. 6 bis Fig. 12D detailliert be-
schrieben.

[0036] Die Fig. 6 und Fig. 7 sind eine Draufsicht
bzw. eine Schnittansicht, die ein Farbfilter-Arraysub-
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strat zeigen. Gemaf den Fig. 6 und Fig. 7 verfigt ein
Farbfilter-Arraysubstrat Uber eine auf einem oberen
Substrat 101 hergestellte Schwarzmatrix 102; rote,
grune und blaue Farbfilter 104R, 104G und 104B; ei-
ne Uberzugsschicht 122 mit einem weiRen Farbfilter
104W:; und einen auf der Uberzugsschicht 122 her-
gestellten Abstandshalter 124.

[0037] Die Schwarzmatrix 102 ist in Matrixform auf
dem oberen Substrat 101 hergestellt, um eine Viel-
zahl von Zellengebieten zu definieren, in denen die
Farbfilter 104 hergestellt werden, wobei sie dazu
dient, Wechselwirkungen von Licht zwischen be-
nachbarten Zellen zu verhindern. Die Schwarzmatrix
102 wird so ausgebildet, dass sie mit Gebieten eines
Dunnschichttransistor-Arraysubstrat, mit Ausnahme
einer Pixelelektrode, Uberlappt. Zum Beispiel Uber-
lappt die Schwarzmatrix 102 mit den Gateleitungen,
den Datenleitungen und den Diinnschichttransistoren
des Dunnschichttransistor-Arraysubstrats.

[0038] Das Farbfilter 104 wird in durch die Schwarz-
matrix 102 gebildeten Zellengebieten hergestellt. Das
Farbfilter 104 verfugt Gber ein rotes Farbfilter 104R,
ein grines Farbfilter 104G, ein blaues Farbfilter 104B
und ein weildes Farbfilter 104W, um die Farben R, G,
B und W zu realisieren.

[0039] Die Uberzugsschicht 122 wird so hergestellt,
dass sie das weille Farbfilter 104W enthalt. Anders
gesagt, wird die Uberzugsschicht 122 aus demselben
Material wie das weilte Farbfilter 104W und mit der-
selben Hohe wie dieses hergestellt. Auf der Schwarz-
matrix 102 wird ein Abstandshalter 124 hergestellt,
um einen Zwischenraum zwischen dem Farbfilter-
Arraysubstrat und dem Dunnschichttransistor-Array-
substrat aufrechtzuerhalten.

[0040] Die Fig. 8A bis Fig. 8M sind Schnittansich-
ten zu einem Herstellverfahren fir das in der Fig. 7
dargestellte Farbfilter-Arraysubstrat. Als Erstes wird
auf der gesamten Oberflache des oberen Substrats 1
ein undurchsichtiges Harz oder ein undurchsichtiges
Metall, wie Chrom (Cr), ausgebreitet, um dadurch ei-
ne undurchsichtige Schicht 154 herzustellen, wie es
in der Fig. 8A dargestellt ist. Auf der undurchsichti-
gen Schicht 154 wird durch einen Ausbreitprozess,
wie einen Dusensprihvorgang, schleuderloses Be-
schichten oder Schleuderbeschichten, eine erste Atz-
resistldsung 156 ausgebildet. Hierbei ist die Atzresist-
I6sung 156 ein Material mit Warmebestandigkeit und
chemischer Bestandigkeit, wie ein Novolacharz, das
mit ungefahr 5-30 Gew.-% einer Ethanollésung zu-
gesetzt ist.

[0041] AnschlieBend wird eine erste weiche Form
150 mit einer Vertiefung 152a und einem vorstehen-
den Teil 152b zu einem oberen Teil der Atzresistlo-
sung 156 ausgerichtet. Die Vertiefung 152a der ers-
ten weichen Form entspricht einem Gebiet, in dem

die Schwarzmatrix auszubilden ist. Die erste weiche
Form 150 besteht aus einem Kautschukmaterial ho-
her Elastizitat, wie Polydimethylsiloxan (PDMS), Po-
lyurethan oder vernetztem Novolakharz.

[0042] Die erste weiche Form 150 wird mit ungefahr
ihrem Eigengewicht fUr eine spezifizierte Periode, wie
ungefahr 10 Minuten bis 2 Stunden, in die Atzresist-
I6sung 156 gedriickt, um daflir zu sorgen, dass die
Oberflache des vorstehenden Teils 152b derselben
mit der undurchsichtigen Schicht 154 in Kontakt ge-
langt. Dabei kann das Substrat 101 mit einer Tem-
peratur von ungefahr 130°C getempert werden, oder
Ultraviolettstrahlung kann auf die Atzresistldsung 156
gestrahlt werden, um eine Weichhartung der Atzre-
sistldsung 156 auszufiihren. Die Atzresistlésung 156
bewegt sich durch einen Kapillareffekt, wie er durch
einen Druck zwischen der ersten weichen Form 150
und dem Substrat 101 erzeugt wird, und eine Absto-
Rungskraft zwischen der ersten weichen Form und
der Atzresistldsung 156 in die Vertiefung 152a der
ersten weichen Form. Im Ergebnis wird, wie es in der
Fig. 8B dargestellt ist, ein erstes Atzresistmuster 148
erzeugt, das einer Musterform entspricht, die einer
Umkehribertragung von der Vertiefung 152a der ers-
ten weichen Form entspricht.

[0043] Nachdem die erste weiche Form 150 vom
Substrat 101 getrennt wurde, wird die undurchsich-
tige Schicht 154 durch einen Atzprozess unter Ver-
wendung des ersten Atzresistmusters als Maske
strukturiert, um dadurch die Schwarzmatrix 102 aus-
zubilden, wie es in der Fig. 8C dargestellt ist. An-
schlieBend wird jegliches verbliebenes Atzresistmus-
ter 148 auf der Schwarzmatrix 102 durch einen Ab-
hebeprozess unter Verwendung z. B. eines umwelt-
freundlichen Alkoholsystems entfernt.

[0044] Auf der gesamten Oberflache des oberen
Substrats 101, auf der die Schwarzmatrix 102 ausge-
bildet ist, wird ein rotes Harz 158 ausgebreitet, wie
es in der Fig. 8D dargestellt ist. Das rote Harz 158
verfugt Uber ein hoch hydrophiles Polymer. Dieses
hochhydrophile Polymer ist ein Flissig-Vorpolymer,
ein verflissigtes Polymer oder ein Material, in dem
ein hydrophiles Radikal innerhalb einer Polymerkette
des Acrylsystems oder des Epoxidsystems, mit ho-
hem Transmissionsvermdgen, ersetzt ist.

[0045] Anschlieffend wird eine zweite weiche Form
160 mit einer Vertiefung 162a und einem vorstehen-
den Teil 162b zum oberen Teil des roten Harzes 158
ausgerichtet. Die Vertiefung 162a der zweiten wei-
chen Form entspricht einem Gebiet, in dem das ro-
te Farbfilter herzustellen ist. Die zweite weiche Form
160 besteht aus einem hydrophoben Kautschukma-
terial mit hoher Elastizitédt, um eine Verunreinigung
des roten Harzes 158 zu vermeiden. Die zweite wei-
che Form 160 besteht aus Polydimethylsiloxan (PD-
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MS), Polyurethan oder einem vernetzten Novolak-
harz.

[0046] Die zweite weiche Form 160 wird ungefahr
mit ihrem Eigengewicht furr eine spezifizierte Periode,
wie ungefdhr 10 Minuten bis 2 Stunden, in das ro-
te Harz 158 gedruckt, um daflir zu sorgen, dass die
Oberflache des vorstehenden Teils 162b der zweiten
weichen Form 160 mit dem Substrat 101 und/oder
der Schwarzmatrix 102 in Konakt gelangt. Dabei kann
das Substrat 101 bei einer Temperatur von ungefahr
130°C getempert werden, oder Ultraviolettstrahlung
kann auf das rote Harz 158 gestrahlt werden, um ein
Weichharten desselben auszufiihren. Die UV-Inten-
sitat entspricht einem Fotostarter und/oder einem Ba-
sismaterial, die im roten Harz 158 enthalten sind.

[0047] Zum Beispiel betragt die UV-Intensitat unge-
fahr 2000-2500 mJ/cm?, wenn ein im roten Harz 258
enthaltendes Basismaterial Epoxid ist und sie betragt
ungefahr 500-1000 mJ/cm?, wenn ein Basismateri-
al Acryl ist. Das rote Harz 158 bewegt sich durch ei-
ne Kapillarkraft, die durch einen Druck zwischen der
zweiten weichen Form 160 und dem Substrat 101 er-
zeugt wird, sowie eine AbstolRungskraft zwischen der
zweiten weichen Form 160 und dem roten Harz 158
in die Vertiefung 162a der zweiten weichen Form. Im
Ergebnis wird, wie es in der Fig. 8E dargestellt ist,
das rote Farbfilter 104R mit einer Musterform, die ei-
ner Umkehribertragung aus der Vertiefung 162a der
zweiten weichen Form entspricht, ausgebildet.

[0048] Auf der gesamten Oberfliche des oberen
Substrats 101, auf der das rote Farbfilter 104 aus-
gebildet ist, wird ein grines Harz 164 ausgebreitet,
wie es in der Fig. 8F dargestellt ist. Das griine Harz
164 enthalt das vorstehend genannte hydrophile Po-
lymer. Anschliefend wird eine dritte weiche Form
166 mit einer Vertiefung 168a und einem vorstehen-
den Teil 168b zum oberen Teil des grinen Harzes
164 ausgerichtet. Die Vertiefung 168a der dritten wei-
chen Form entspricht einem Gebiet, in dem das gru-
ne Farbfilter auszubilden ist. Die dritte weiche Form
166 besteht aus einem hydrophoben Kautschukma-
terial mit hoher Elastizitat, wie oben angegeben. Die
dritte weiche Form 166 wird ungefahr mit ihrem Ei-
gengewicht fir eine spezifizierte Periode, wie unge-
fahr 10 Minuten bis 2 Stunden, in das grine Harz
164 gedriickt, um daflr zu sorgen, dass die Oberfla-
che des vorstehenden Teils 168b der dritten weichen
Form 166 mit dem Substrat 101, dem roten Farbfil-
ter 104R und/oder der Schwarzmatrix 102 in Kon-
takt gelangt. Dann kann das Substrat 101 bei einer
Temperatur von ungefahr 130°C getempert werden,
oder Ultraviolettstrahlung kann auf das griine Harz
164 gestrahlt werden, um ein Weichharten desselben
auszufihren. Die UV-Intensitat entspricht einem Fo-
tostarter und/oder einem Basismaterial, die im griines
Harz 164 enthalten sind. Zum Beispiel betragt die UV-
Intensitat ungefahr 2000-2500 mJ/cm?, wenn ein im

griinen Harz 164 enthaltendes Basismaterial Epoxid
ist und sie betragt ungefahr 500-1000 mJ/cm?, wenn
ein Basismaterial Acryl ist. Das griine Harz 164 be-
wegt sich in die Vertiefung 168a der dritten weichen
Form. Im Ergebnis wird, wie es in der Fig. 8G darge-
stellt ist, das griine Flussigkristalldisplay-Tafel 104G
erzeugt, das uber eine Musterform entspricht, die ei-
ner Umkehrubertragung aus der Vertiefung 168a der
dritten weichen Form entspricht.

[0049] Auf der gesamten Oberflaiche des oberen
Substrats 101, auf der das griine Farbfilter 104G aus-
gebildet ist, wird ein blaues Harz 146 ausgebreitet,
wie es in der Fig. 8H dargestellt ist. Das blaue Harz
146 enthalt das vorstehend genannte hydrophile Po-
lymer. Anschlielend wird eine vierte weiche Form
170 mit einer Vertiefung 172a und einem vorste-
henden Teil 172b zum oberen Teil des blauen Har-
zes 146 ausgerichtet. Die Vertiefung 172a der vier-
ten weichen Form entspricht einem Gebiet, in dem
das griine Farbfilter auszubilden ist. Die vierte wei-
che Form 170 besteht aus einem hydrophoben Kau-
tschukmaterial mit hoher Elastizitat, wie oben ange-
geben. Die vierte weiche Form 170 wird ungefahr mit
ihrem Eigengewicht flr eine spezifizierte Periode, wie
ungefahr 10 Minuten bis 2 Stunden, in das blaue Harz
146 gedrickt, um daflr zu sorgen, dass die Oberfla-
che des vorstehenden Teils 172b der vierten weichen
Form 170 mit dem Substrat 101, dem roten Farbfil-
ter 104R und/oder der Schwarzmatrix 102 in Kontakt
gelangt. Das Substrat 101 kann bei einer Tempera-
tur von ungefahr unter 130°C getempert werden, oder
es kann Ultraviolettstrahlung, UV, auf das blaue Harz
146 gestrahlt werden, um es einer Weichhartung zu
unterziehen. Die UV-Intensitat entspricht einem Fo-
tostarter und/oder einem Basismaterial, die im roten
Harz 158 enthalten sind. Zum Beispiel betragt die UV-
Intensitat ungefahr 2000-2500 mJ/cm?, wenn ein im
roten Harz 258 enthaltendes Basismaterial Epoxid ist
und sie betragt ungefahr 500-1000 mJ/cm?, wenn ein
Basismaterial Acryl ist. Die UV-Intensitat entspricht
einem Fotostarter und/oder einem Basismaterial, die
im roten Harz 158 enthalten sind. Zum Beispiel be-
tragt die UV-Intensitat ungefahr 2000-2500 mJ/cm?,
wenn ein im roten Harz 258 enthaltendes Basisma-
terial Epoxid ist und sie betragt ungefahr 500-1000
mJ/cm?, wenn ein Basismaterial Acryl ist. Die UV-
Intensitat entspricht einem Fotostarter und/oder ei-
nem Basismaterial, die im blaues Harz 146 enthalten
sind. Zum Beispiel betragt die UV-Intensitat ungefahr
2000-2500 mJ/cm?, wenn ein im blaues Harz 146
enthaltendes Basismaterial Epoxid ist und sie betragt
ungefahr 500-1000 mJ/cm2, wenn ein Basismaterial
Acryl ist. Das blaue Harz 146 bewegt sich in die Ver-
tiefung 172a der vierten weichen Form. Im Ergebnis
wird, wie es in der Fig. 8l dargestellt ist, das blaue
Farbfilter 104b hergestellt, das Gber eine Musterform
verfligt, die einer Umkehribertragung aus der Vertie-
fung 172a der vierten weichen Form 170 entspricht.
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[0050] Auf die gesamte Oberflache des Substrats,
auf der das blaue Farbfilter 104b ausgebildet ist, wird
ein organisches Isoliermaterial aufgedruckt, um da-
durch sowohl ein weilRes Farbfilter 104W als auch ei-
ne Uberzugsschicht 122 herzustellen, wie es in der
Fig. 8J dargestellt ist. Auf der gesamten Oberflache
des oberen Substrats 101, auf der das weil3e Farb-
filter 104W und die Uberzugsschicht 122 hergestellt
werden, wird ein organisches Isoliermaterial 174 aus-
gebreitet, wie es in der Fig. 8K dargestellt ist. Auf
dem organischen Isoliermaterial 174 wird durch ein
Abscheidungsverfahren, wie Disenspriihen, schleu-
derloses Beschichten oder Schleuderbeschichten, ei-
ne zweite Atzresistldsung 142 hergestellt. Anschlie-
Rend wird eine fiinfte weiche Form 176 mit einer Ver-
tiefung 178a und einem vorstehenden Teil 178b zum
oberen Teil der zweiten Atzresistlésung 142 ausge-
richtet. Die Vertiefung 178a der flinften weichen Form
entspricht einem Gebiet, in dem ein Abstandshalter
auszubilden ist. Die fuinfte weiche Form 176 wird mit
ungefahr ihrem Eigengewicht in den zweiten Atzresist
142 gedriickt, um dafiir zu sorgen, dass die Oberfla-
che des vorstehenden Teils 178b der fiinften weichen
Form 176 mit der Uberzugsschicht 122 in Kontakt ge-
langt. Das Substrat 101 kann bei einer Temperatur
von ungefahr 130°C getempert werden, oder Ultra-
violettstrahlung, UV, kann auf die zweite Atzresistlo-
sung 142 gestrahlt werden, um diese einer Weichhar-
tung zu unterziehen. Die zweite Atzresistidsung 142
bewegt sich in die Vertiefung 178a der fiinften wei-
chen Form. Im Ergebnis wird, wie es in der Fig. 8L
dargestellt ist, das zweite Atzresistmuster 144 herge-
stellt, das eine Musterform aufweist, die einer Um-
kehribertragung aus der Vertiefung 178a der flnften
weichen Form 176 entspricht.

[0051] Nachdem die flinfte weiche Form 176 vom
Substrat 101 getrennt wurde, wird das organische
Isoliermaterial 174 durch einen Atzprozess unter Ver-
wendung des zweiten Atzresistmusters 144 als Mas-
ke strukturiert, um dadurch den Abstandshalter 124
auszubilden, wie es in der Fig. 8M dargestellt ist. An-
schlieRend wird jegliches verbliebene zweite Atzre-
sistmuster 144 auf dem Abstandshalter 124 durch ei-
nen Abhebeprozess unter Verwendung z. B. eines
umweltfreundlichen Alkoholsystems entfernt.

[0052] Auf diese Weise kann das Herstellverfah-
ren fir ein Farbfilter-Arraysubstrat die Dinnfilme des
Farbfilter-Arraysubstrats unter Verwendung der wei-
chen Form und des Atzresists ohne Verwendung
irgendeines Fotolithografieprozesses strukturieren.
Demgemal ist keine teure Belichtungsanlage erfor-
derlich, und der Prozess ist vereinfacht. Die Genau-
igkeit ist hoch und die Bearbeitungszeit ist kurz, wo-
durch die Herstellausbeute verbessert ist.

[0053] Beim Farbfilter-Arraysubstrat wird, wie es in
der Fig. 7 dargestellt ist, zwischen dem weillen Farb-
filter 104W und der Uberzugsschicht 122 eine Stufen-

differenz (d) spezifizierter Hohe gebildet. Diese Stu-
fendifferenz bewirkt, dass der Zellenzwischenraum
in einem dem weillen Farbfilter 104 entsprechen-
den Gebiet verschieden von dem in einem der Uber-
zugsschicht 122 entsprechenden Gebiet ist. Dem-
gemal kann das elektrische Feld zwischen der Pi-
xelelektrode und der gemeinsamen Elektrode, wie
es an den Flussigkristall angelegt wird, differieren,
wodurch der Rotationswinkel des Flissigkristalls an
verschiedenen Stellen differiert, wodurch eine Beein-
trachtigung der Bildqualitat erzeugt wird, wie ein Ver-
schmutzungseffekt.

[0054] Die Fig. 9 ist eine Schnittansicht eines zwei-
ten Farbfilter-Arraysubstrats.

[0055] Gemal der Fig. 9 verfligt das zweite Farb-
filter-Arraysubstrat Gber &hnliche Komponenten wie
das in der Fig. 7 dargestellte Farbfilter-Arraysubstrat,
jedoch mit der Ausnahme, dass die Uberzugsschicht
auf der gesamten Oberflache des oberen Substrats
ausgebildet ist, um diese Oberflache zu glatten. Dem-
gemal wird eine detaillierte Beschreibung der dhnli-
chen Komponenten weggelassen.

[0056] Die Uberzugsschicht 122 wird hergestellt, um
das Substrat dort zu glatten, wo die roten, griinen
und blauen Farbfilter 104R, 104G und 104B ausge-
bildet sind. Der Uberzug 122 wird so hergestellt, dass
er das weile Farbfilter 104W enthélt. Die Uberzugs-
schicht 122 mit dem weilRen Farbfilter 104W kann
aus einem hoch hydrophilen Polymer bestehen. Die-
ses hoch hydrophile Polymer ist ein FlUissig-Vorpoly-
mer, ein verflissigtes Polymer oder ein Material, in
dem ein hydrophiles Radikal durch eine Polymerket-
te aus dem Acrylsystem oder Epoxidsystem mit ho-
hem Transmissionsvermdgen ersetzt ist. Hierbei ent-
halt das Flussig-Vorpolymer ein organisches Materi-
al, ein Bindemittel und einen Fotostarter. Das orga-
nische Material ist ein solches mit einer AbstoRungs-
kraft, wenn es mit der weichen Form in Kontakt steht,
einem Farbungsgrad nicht Gber 20 sowie guter Trans-
parenz, wie Polyethylenglycol (PEG). Das Bindemit-
tel kann ein Styrolacrylmonomer sein, in dem ein
Styrol-Comonomer mit hohem Haftvermégen einem
Acrylmonomer zugesetzt ist.

[0057] Das zweite Farbfilter-Arraysubstrat verfiigt
sowohl Uber ein weilles Farbfilter 104W als auch eine
Uberzugsschicht 122 mit glatter Oberflache. Der Zel-
lenzwischenraum ist Uber die gesamte Flussigkris-
talldisplay-Tafel derselbe. So kann eine Beeintrachti-
gung der Bildqualitat durch eine unebene Uberzugs-
schicht verhindert werden.

[0058] Die Fig. 10A bis Fig. 10D sind Schnittan-
sichten zu einem Herstellverfahren fiir die Uberzugs-
schicht mit dem weilten Farbfilter, wie in der Fig. 9
dargestellt. Wie es in der Fig. 10A dargestellt ist, wer-
den die Schwarzmatrix 102, die roten, griinen und
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blauen Farbfilter 104R, 104G und 104B sequenziell
auf dem oberen Substrat 101 hergestellt. Das hoch
hydrophile Polymer 182 wird auf die gesamte Ober-
flache des oberen Substrats 101 aufgedruckt, wie es
in der Fig. 10B dargestellt ist. Eine weiche Flachta-
felform 180 wird dort, wo das hoch hydrophile Poly-
mer 182 ausgebildet ist, zum oberen Substrat 101
ausgerichtet, wie es in der Fig. 10C dargestellt ist.
Die weiche Flachtafelform 180 wird ungefahr mit ih-
rem Eigengewicht in das hoch hydrophile Polymer
182 eingedriickt. Das Substrat 101 kann bei einer
Temperatur von ungefahr 130°C getempert werden,
oder Ultraviolettstrahlung, UV, kann auf das hoch hy-
drophile Polymer 182 gestrahlt werden, um es einer
Weichhartung zu unterziehen. Die UV-Intensitat ent-
spricht einem Fotostarter und/oder einem Basisma-
terial, die im hoch hydrophilen Polymer 182 enthal-
ten sind. Zum Beispiel betragt die UV-Intensitat unge-
fahr 2000-2500 mJ/cm?, wenn ein im hoch hydrophi-
len Polymer 182 enthaltendes Basismaterial Epoxid
ist und sie betragt ungefahr 500-1000 mJ/cm?, wenn
ein Basismaterial Acryl ist. Dann wird, wie es in der
Fig. 10D dargestellt ist, der Stufendifferenzteil des
hoch hydrophilen Polymers 182 eben, um die Uber-
zugsschicht 122 mit ebener Oberflache zu bilden. Au-
Rerdem wird dann, nachdem die weiche Flachtafel-
form 180 vom Substrat 101 getrennt wurde, dasselbe
bei ungefahr 200°C gebrannt.

[0059] Beim Herstellverfahren flir das zweite Farb-
filter-Arraysubstrat wird der Dinnfilm des Farbfilter-
Arraysubstrats unter Verwendung der weichen Form
und des Atzresists ohne Verwendung irgendeines
Fotolithografieprozesses strukturiert, und die Uber-
zugsschicht und das weilRe Farbfilter werden gleich-
zeitig hergestellt. Demgemal ist keine teure Belich-
tungsanlage erforderlich, und der Prozess ist verein-
facht. Die Genauigkeit ist hoch, und die Prozess-
zeitist kurz, wodurch die Herstellausbeute verbessert
ist. Ferner wird beim Herstellverfahren fiir das zwei-
te Farbfilter-Arraysubstrat die Uberzugsschicht unter
Verwendung der weichen Flachtafelform eben aus-
gebildet, wodurch eine Beeintrachtigung der Bildqua-
litat, wie ein Verschmutzungseffekt, verhindert ist.

[0060] Die Fig. 11 ist eine Schnittansicht, die ein
Farbfilter-Arraysubstrat gemafl einer Ausfihrungs-
form der Erfindung zeigt. GemaR der Fig. 11 verfiigt
das Farbfilter-Arraysubstrat gemaf der Ausfiihrungs-
form der Erfindung Uber ahnliche Komponenten wie
das in der Fig. 9 dargestellte Farbfilter-Arraysubstrat,
jedoch mit der Ausnahme, dass die Uberzugsschicht
und der Abstandshalter einstlickig und gemeinsam
ausgebildet sind. Demgemaf wird eine detaillierte
Beschreibung &hnlicher Komponenten weggelassen.

[0061] Die Uberzugsschicht 122 wird hergestellt, um
das Substrat dort zu glatten, wo die roten, griinen
und blauen Farbfilter 104R, 104G und 104B ausge-
bildet sind. Der Uberzug 122 wird so hergestellt, dass

er das weilRe Farbfilter 104W und den Abstandshal-
ter 124 enthélt. Die Uberzugsschicht 122 mit dem
weillen Farbfilter 104W kann ein hydrophiles Poly-
mer sein, um zu erzeugen, dass eine Verschmutzung
entsteht, wenn Kontakt zu einer hoch hydrophoben
weichen Form vorliegt. Das hoch hydrophile Polymer
ist ein Flussig-Vorpolymer, ein verflissigtes Polymer
oder ein Material, in dem ein hydrophiles Radikal
durch eine Polymerkette des Acrylsystems oder des
Epoxidsystems, mit hohem Transmissionsvermégen,
ersetzt ist. Das Flussig-Vorpolymer enthlt ein orga-
nisches Material, ein Bindemittel und einen Fotostar-
ter. Das organische Material ist ein solches mit Ab-
stoBungskraft, wenn es mit der weichen Form in Kon-
takt steht, einem Farbungsgrad nicht Gber 20 sowie
guter Transparenz, wie Polyethylenglycol, PEG, usw.
Das Bindemittel ist ein Styrolacrylmonomer mit einem
Styrol-Comonomer mit hohem Haftvermégen, das ei-
nem Acrylmonomer zugesetzt ist.

[0062] Der Abstandshalter 124 wirkt so, dass er
den Zellenzwischenraum zwischen dem Farbfilter-
Arraysubstrat und dem Dinnschichttransistor-Array-
substrat aufrechterhalt. Der Abstandshalter 124 wird
aus demselben Material wie die Uberzugsschicht 122
auf der Schwarzmatrix 102 hergestellt. Das Farbfil-
ter-Arraysubstrat gemaf der dritten Ausfiihrungsform
der Erfindung verfiigt Gber das weilde Farbfilter 104W
und die Uberzugsschicht 122 mit glatter Oberflache.
Der Zellenzwischenraum ist tUber die gesamte Flis-
sigkristalldisplay-Tafel hinweg gleich. So kann eine
Beeintrachtigung der Bildqualitat auf Grund einer un-
ebenen Uberzugsschicht verhindert werden.

[0063] Die Fig. 12A bis Fig. 12D sind Schnittansich-
ten zu einem Herstellverfahren fiir eine Uberzugs-
schicht mit dem weiRen Farbfilter und dem Abstand-
shalter, wie in der Fig. 11 dargestellt. Wie in der
Fig. 12A dargestellt ist, werden die Schwarzmatrix
102 sowie die roten, grinen und blauen Farbfilter
104R, 104G und 104B sequenziell auf dem oberen
Substrat 101 hergestellt. Das hoch hydrophile Poly-
mer 182 wird auf die gesamte Oberflache des obe-
ren Substrats 101 aufgedruckt, wie es in der Fig. 12B
dargestellt ist. Eine weiche Form 184 mit einer Ver-
tiefung 186a und einem vorstehenden Teil 186b wird
zum oberen Substrat 101 ausgerichtet, auf dem das
hoch hydrophile Polymer 182 ausgebildet ist, wie es
in der Fig. 12C dargestelltist. Die Vertiefung 186a der
weichen Form entspricht einem Gebiet, in dem ein
Abstandshalter herzustellen ist. Die weiche Form 184
wird ungefahr mit ihrem Eigengewicht in das hoch
hydrophile Polymer 182 gedriickt. Das Substrat 101
kann bei einer Temperatur von ungefahr 130°C ge-
tempert werden, oder es wird Ultraviolettstrahlung,
UV, auf das hoch hydrophile Polymer 182 gestrahlt,
um einer Weichhartung zu unterziehen. Die UV-In-
tensitat entspricht einem Fotostarter und/oder einem
Basismaterial, die im hoch hydrophilen Polymer 182
enthalten sind. Zum Beispiel betragt die UV-Intensi-
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tat ungefahr 2000-2500 mJ/cm2, wenn ein im hoch
hydrophilen Polymer 182 enthaltendes Basismateri-
al Epoxid ist und sie betragt ungefahr 500-1000 mJ/
cm?, wenn ein Basismaterial Acryl ist. Dann bewegt
sich das hoch hydrophile Polymer 182 in die Vertie-
fung 186a der weichen Form. Im Ergebnis werden,
wie es in der Fig. 12D dargestellt ist, die Abstandshal-
ter 124 mit einer Musterform, die einer Umkehriiber-
tragung aus der Vertiefung 186a der weichen Form
entspricht, und die Uberzugsschicht 122 mit dem wei-
Ren Farbfilter 104W hergestellt. Nachdem die weiche
Form 184 vom Substrat 101 getrennt wurde, wird die-
ses bei ungefahr 200°C gebrannt.

[0064] Beim Herstellverfahren fiir das Farbfilter-Ar-
raysubstrat gemaR der dritten Ausfiihrungsform der
Erfindung wird der Dinnfilm desselben unter Verwen-
dung der weichen Form und des Atzresists ohne Ver-
wendung irgendeines Fotolithografieprozesses struk-
turiert, und die Uberzugsschicht, das weilke Farbfil-
ter und der Abstandshalter werden gleichzeitig herge-
stellt. Demgemal ist keine teure Belichtungsanlage
erforderlich, und der Prozess kann vereinfacht wer-
den. Die Genauigkeit ist hoch und die Prozesszeit ist
kurz, wodurch die Herstellausbeute verbessert ist.

[0065] Ferner kann die Flissigkristalldisplay-Tafel
gemal der Erfindung in einem TN-Modus angewandt
werden, in dem durch eine auf dem oberen Sub-
strat ausgebildete gemeinsame Elektrode und eine
auf dem unteren Substrat ausgebildete Pixelelek-
trode ein vertikales elektrisches Feld erzeugt wird,
aber auch in irgendeinem IPS-Modus, bei dem zwi-
schen einer gemeinsamen Elektrode und einer Pi-
xelelektrode, die auf dem unteren Substrat ausgebil-
det sind, ein horizontales elektrisches Feld erzeugt
wird. Durch das erfindungsgemaRe Herstellverfah-
ren fUr ein Farbfilter-Arraysubstrat kénnen das wei-
Re Farbfilter, der Abstandshalter und die Uberzugs-
schicht unter Verwendung der weichen Form in ei-
nem Vakuumstadium hergestellt werden. In diesem
Fall kann verhindert werden, dass Blasen entstehen,
wenn die weiche Form mit dem hoch hydrophilen Po-
lymer in Kontakt steht, bei dem es sich um das Mate-
rial des weilten Farbfilters, des Abstandshalters und
der Uberzugsschicht handelt.

[0066] Wie oben beschrieben, wird durch das Her-
stellverfahren fiir ein Farbfilter-Arraysubstrat geman
der Erfindung das weil3e Farbfilter unter Verwendung
der weichen Form und des Atzresists gleichzeitig
als Abstandshalter und/oder Uberzugsschicht herge-
stellt. Demgemal ist keine teure Belichtungsanlage
erforderlich, und der Prozess kann vereinfacht wer-
den, und die Genauigkeit ist hoch, um die Prozess-
zeit zu ermdglichen, um dadurch die Herstellausbeu-
te zu verbessern. Ferner existiert beim Farbfilter-Ar-
raysubstrat und dem Herstellverfahren fiir dieses ge-
maf der Erfindung die Stufendifferenz zwischen dem
weilden Pixelgebiet und dem anderen Pixelgebiet, um

es zu ermdglichen, eine Beeintrachtigung der Bild-
qualitat, wie einen Verschmutzungseffekt, zu verhin-
dern. Ferner werden durch die Dinnschicht-Struktur-
vorrichtung und das Herstellverfahren fur ein Farb-
filter-Arraysubstrat unter Verwendung derselben ge-
maR der Erfindung die Uberzugsschicht und die Rip-
pe, die die Anordnungsrichtung des Flussigkristalls
einstellt, unter Verwendung der weichen Form, aber
ohne Verwendung eines Fotoprozesses, gleichzeitig
hergestellt. Demgemal ist der Herstellprozess ver-
einfacht, um die Herstellausbeute zu verbessern.

Patentanspriiche

1. Herstellverfahren fiir ein Farbfilter-Arraysub-
strat, mit den folgenden Schritten:
— Herstellen einer Schwarzmatrix (102) auf einem
Substrat (101);
— Herstellen roter (104R), griner (104G) und blauer
(104B) Farbfilter auf dem Substrat (101), auf dem die
Schwarzmatrix (102) hergestellt ist;
— Auftragen eines transparenten Harzes (182) auf
das Substrat (101), auf dem die roten (104R), griinen
(104G) und blauen (104B) Farbfilter hergestellt sind;
— Ausrichten einer weichen Form (184) mit einer Ver-
tiefung (186a) und einem erhabenen Teil (186b) zu
einem oberen Teil des Substrats (101), auf dem das
transparente Harz (182) ausgebildet ist; und
— gleichzeitiges Herstellen eines weillen Farbfilters
(104W), einer Uberzugsschicht (122) und eines Ab-
standshalters (124) unter Verwendung der weichen
Form (184).

2. Herstellverfahren nach Anspruch 1, bei dem

der Schritt des gleichzeitigen Herstellens des wei-
Ren Farbfilters (104W), der Uberzugsschicht (122)
und des Abstandshalters (124) unter Verwendung
der weichen Form (184) Folgendes beinhaltet:
— Einpressen der weichen Form (184) in das transpa-
rente Harz (182), sodass sich das transparente Harz
(182) in die Vertiefung (186a) bewegt, um Abstand-
shalters (124) herzustellen, und dass der erhabene
Teil (186b) der weichen Form (184) mit dem trans-
parenten Harz (182) in Kontakt gelangt, um die ebe-
ne Uberzugsschicht (122), worin der weiRe Farbfilter
(104W) enthalten ist, herzustellen.

3. Herstellverfahren nach Anspruch 2, bei dem der
Schritt des Eindriickens der weichen Form (184) mit
einer dem Abstandshalter (124) entsprechenden Ver-
tiefung (186a) in das transparente Harz (182) den fol-
genden Schritt beinhaltet:

— Eindriicken der weichen Form (184) mit ihrem Ei-
gengewicht in das transparente Harz (182); und
—Weichharten des transparenten Harzes (182) durch
Tempern bei einer Temperatur von 130°C fir 10 Mi-
nuten bis 2 Stunden oder durch Aufstrahlen von Ul-
traviolettstrahlung auf das transparente Harz (182).
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4. Herstellverfahren nach Anspruch 1, bei dem das
transparente Harz (182) ein Flissig-Vorpolymer oder
ein verflussigtes Polymer ist.

5. Herstellverfahren nach Anspruch 1, bei dem die
weiche Form (184) Polydimethylsiloxan, Polyurethan
oder ein vernetztes Novolakharz enthalt.

Es folgen 39 Blatt Zeichnungen
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